OFSET TISK

Klasicna fotekemicna izdelava tiskovne forme
Za mokrl ofset tisk



OFSET TISK

» ploski tisk
= Osnova je aluminijasta plosca

= predhodno zrnana in oksidirana,
da se na povrsini tvort Al.O3, Ki
predstavija PP

= [P pa predstavlja svetlobno
obcutljiv kopirni sloj 2=5 pm

= [P in PP lezijo skoraj v isti ravnini
(razlika je le nekaj pm). Kar
pomeni ...




Ploski tisk

S e mfemn , semees

3 ... silikonska plast PP
2 ... kopirnislo] TP

1 ... Al plosca

MOKRI PLOSKI TISK ﬂ
1

3 ... kopirni sloj TP
2 ... aluminijev oksid PP
1 ... Al plosca




Fotokemicni proces
izaelave | F

Pri kontakthnem kopiranju se spremenijo
kopirne lastnosti kopirnega sloja na vseh
osvetljenih mestin.

= potrebujemo pozitivno ali negativno
kopirno predlogo

® 7 OSvetljevanjem prenesemo
iInformacijo iz kopirne predloge na
tanek sloj svetlobno obcutljive emulzije

» kopija nastane s kemicnim
raztapljanjem vseh toplivin delov
kopirnega sloja




Postopek izdelave [F

® |zbira plosce (pozitivha ali negativna)
= Osvetljevanije

= razvijanje

® Korektura

® zascita

= gumiranje



Osvetlievanie

Cas osvetlievania plosée je odvisen od:
e vrste svetlobnega vira
* MOCI svetlobnega vira
e oddaljenosti svetlobnega vira od plosce

Optimalni pogoji osvetljevanja so zagotovljeni z:

e metalhalogensko zarnico,

e vakumski kopirni okvir (dober stik med plosco In filmom),

e kontrola s testnim klinom, ki je preslikan skupaj z
montazo



Razvijanie

Pogoji pri razvijanju:
e razvijalec

* vOda

o T=23-25°%

e PpH> 12

e Cas



Kontrola plosc
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Sivi Klin mikrolinijska polja
Po razvijanju mora:

e Diti viden 15 mikronski Krog
e DIitl odprta Cetrta stopnja sivega klina (prvi viden polton
med 4. in 5. stopnjo)




DoloCanje optimalnega casa
osvetlievanja plosce

e doloCimo Cas
osvetljevanja, pri katerem
na plosci istocasno
Izginejo tako pozitivhe kot
negativne linije (8 pmy;

e optimalen cas je dolocen
z mikrolinijskim poljem,
Kjer so pozitivha in
negativna polja se vidna
(10 um);

« linijsko polie se dolodi za 8RS e d O S e SO TAD RS e A SRS S PG 1O
prazno, ce je vidnega
man| kot 1/3 polja.



= med vzorcl pahljace razlicno

o . £ T
osvetlienih TF izberemo s RRER
orimer, kier so pri doloceni  [E 1
stopnji enako vidne EEEE
pozitivhe In negativne aEDS
mikrolinje.

i osvetlje
@® pozitivhe J

@ negativne

® /a |locljivost preberemo
vrednost K 1z kopirne

tabele. optimalen ¢as
osvetlievanja



Kopirne tabele

= SO za tri skupine locljivosti TF
= do 5 um,
®x 00 58 um In

= nNad 3 pm.



Specifikacija metodologije In
postopkov za izaelavo ofset |+

® standardizacija tehnologije ofset tiska podjetja BVDM/
FOGRA

x DIN 16620, 2. del

e SO 12218 za ofset tisk



